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概  要 

大電力ﾊﾟﾙｽｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞを用いて、ﾁﾀﾝやﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾗｲｸｶｰﾎﾞﾝなどの機能性薄膜の

作製を行っている。機能性薄膜の成膜過程を科学的見地に基づいて解明するた

め、各種気相診断手法を駆使して、ｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾞﾏ中に存在する原子やｲｵﾝ

の量やｴﾈﾙｷﾞｰを測定した。この情報を用いることにより、機能性薄膜の創成

や、成膜プロセスの解析・制御技術の向上などに役立てることができる。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

大電力ﾊﾟﾙｽｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞの一種であるﾊｲﾊﾟﾜｰｲﾝﾊﾟﾙｽﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞは、数～数

百μ秒ｵｰﾀﾞｰの高電力ﾊﾟﾙｽをﾀｰｹﾞｯﾄに印加する方式で、そのﾋﾟｰｸ電力密度は

0.5kW/cm2以上と高く、高いﾌﾟﾗｽﾞﾏ密度とｲｵﾝｴﾈﾙｷﾞｰが実現される。この特

性によりｽﾊﾟｯﾀ粒子のｲｵﾝ化が促進され、ﾊｰﾄﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ（Ti や Cr）成膜ﾌﾟﾛｾｽで

は膜密度の増加、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾗｲｸｶｰﾎﾞﾝ成膜ﾌﾟﾛｾｽにおいては膜中の sp3結合の増

加などが期待できる。 

本技術の 

有用性 

大電力パルススパッタリングを用いてこれらの機能性薄膜の作製を行って

いる。また、分光法、電気的測定、質量分析法などの各種気相診断手法を駆使

し、機能性薄膜の成膜過程を科学的見地に基づいて解明を進めている。得られ

た知見を基に、膜質の更なる向上や新規機能性薄膜の創成を目指している。 

関連情報 

（図・表・写真等） 
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